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【手続補正書】
【提出日】平成29年4月12日(2017.4.12)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　イオンビームソースにおいて、
　被処理物に対向する一側は開放されて他側は閉鎖され、前記一側には複数の磁極部がＮ
極Ｓ極交互又は同じ磁極で離隔配置され、前記一側でプラズマ電子の閉ループを形成する
磁場部と、
　前記閉ループの下端に配置される電極部とを含み、
　工程チャンバ内のプラズマ電子を前記閉ループに沿って回転させて前記工程チャンバ内
の内部ガスからプラズマイオンを生成し、前記被処理物に供給する、イオンビームソース
。
【請求項２】
　前記磁場部は、前記複数の磁極部の下端に磁石部を備え、縁部の磁極部の下端に備えら
れる磁石部の断面積が他の磁極部の下端に備えられる磁石部の断面積の１／２である、請
求項１に記載のイオンビームソース。
【請求項３】
　前記磁場部は、前記開放された一側で隣接する磁極部の厚さ、傾斜、開放幅の少なくと
も１つを調整することによって前記プラズマイオンの集束、発散又は平行移動を制御する
、請求項１に記載のイオンビームソース。
【請求項４】
　前記閉ループの空間を除く前記磁場部の内面と前記電極部の外面との間に充填され、前
記電極部を前記磁場部に固定する絶縁固定部を含む、請求項１に記載のイオンビームソー
ス。
【請求項５】
　前記絶縁固定部は、前記開放された一側に対向する開放面に凹凸部を有する、請求項４
に記載のイオンビームソース。
【請求項６】
　前記磁極部は、前記工程チャンバ内にイオン化調整ガスを注入するイオン化調整ガス注
入部を含む、請求項１に記載のイオンビームソース。
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【請求項７】
　前記イオン化調整ガス注入部は、
　外部からイオン化調整ガスが流入する調整ガス流入部と、
　前記調整ガス流入部に連通し、前記磁極部の長手方向に内部に形成される調整ガスチャ
ンネル部と、
　前記調整ガスチャンネル部に連通して前記閉ループの方向に連通し、スリット形状を有
する調整ガス拡散部とを含む、請求項６に記載のイオンビームソース。
【請求項８】
　前記磁場部は、中央が折り曲げられ、両側が前方又は後方に傾斜している、請求項１に
記載のイオンビームソース。
【請求項９】
　前記電極部は、
　外部に連通する反応ガス流入部と、
　前記反応ガス流入部及び前記開放された一側に連通する反応ガス噴出部とを含む、請求
項１に記載のイオンビームソース。
【請求項１０】
　前記イオンビームソースは、複数の前記閉ループを含む、複数の前記閉ループを形成す
る各電極部に供給する電源を調節することによって噴出するイオンビームエネルギーを制
御する, 請求項１乃至９のいずれかに記載のイオンビームソース。
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